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PredloZeny vyndlez se tykd smési citlivé na sv&tlo, kterd obsahuje l-alkyl-2-karbonyl-
methylenheterocyklické slouceniny, které obsahuj{ na substituentu v poloze 2 alespon jednu
trichlormethylovou skupinu. Ddle se vyndlez tykd zpuisobu vyroby té&chto noﬁydh sloudenin.

Je ji%Z zndmo pouZivat heterocyklické sloufeniny, které obsahujf trichlormethylové
skupiny, jako inicidtory raznych fotochemickych reakeci.

Z DE-A 22 43 621 jsou zndmy s-triaziny, které jsou substituovdny jednou nebo dvéma
trichlormethylovymi 'skupinami a jednou chromoforovou skupinou a které jsou vhodné jako
fotoinicidtory v fotopolymerisovatelnych sm&sich, jakoZ i jako litka uvolfujici kyselinu
ve smési s acetaly, které jsou ¥tdpitelné kyselinou. '

Podobné slouleniny, ve kterych je jakoZto chromoforovd skupina v4z&n alespon jeden
dvojjaderny aromaticky zbytek bezprost¥edn& na triazinovy kruh, jsou zn&mé z DE-A 27 18 259
(americky patentovy spis 4 189 323).

V DE-A 28 51 472 se popisuji smési citlivé na svétlo, které obsahujf jako fotoinicidtory
2-halogenmethyl-5-vinyl-1,3,4-oxadiazolové derivaty.

Z DE-A 30 21 590 a 30 21 599 jsou zndmy halogenoxazoly substituované trichlormethylovymi
skupinami, které jsou rovnéZ? jako shora uvedené sloufeniny vhodné jako fotoinicidtory.

Z DE-B 27 17 778 jsou déle zndmy sm&si citlivé na sv&tlo na b4zi nenasycenych sloufenin
nebo polymernich azidl, které obsahuji jako sensibilizdtory 2-heteroylkarbonylmethylen-benz-
thiazoly nebo -benzselenazoly.

Znémé fotoinicidtory maji{ nédsledujici nevghody:

Reak&ni podminky k vyrob& t&chto sloufenin jsou pom&rn& drastické, takie vytdfek je
relativné nizky a tyto podminky rovné&Z nep¥iznivé ovliviuji tvorbu nefddoucich vedlej¥ich
produktd (srov. nap¥. DE-A 22 43 621, 27 18 259 nebo 28 51 772). pale pak pouZit{ ur&itgch
katalyzdtorl dovoluje pouze pfitomnost jen né&kolika midlo ur&itych funk&énich skupin v mole-
kule (srov. nap¥. DE-A 27 18 259). :

U getnych zndmych inicidtorl vyZaduje pak nedostate&nd citlivost, aby se rzné systémy
inicidtorl navz4djem kombinovaly.

Jako zv143té nevyhodné se p¥itom ukédzalo, %e pravé& nejcitliv&j¥{ zna&mé inicidtory
nevyhovujf{ poZadavkim praxe, pokud jde o odpovidajic{ skladovatelnost ve sm&sich citlivych
na svétlo, zejména ve styku s m&d&nymi povrchy.

Okolem pfedloZeného vyndlezu bylo tudi? p¥ipravit nové sloudeniny citlivé na svétlo;
které by se daly pouiivat v nejrizn&j¥ich materidlech citlivych na své&tlo, které by byly
dostupné jednoduchym zpisobem a které by poskytovaly zna&nou 5{¥i varia&nich moZnosti tak,
aby se mohly p¥izplsobit poZadavkim v nejrdznéjsich aplikadnich oblastech vidy v optimi&lni

mife.

Takové slouleniny by mé&ly mit nap¥iklad Birok¢ spektrdlni rozsah citlivosti, .tj. mély
by byt citlivé zejména v blizkosti ultrafialového a krdtkovlnného viditelného rozsahu
svétla. Navic by m&ly tyto sloudeniny p¥i pouZitf{ ve sm&sich citlivg¢ch na svétlo pro reprogra-
fii, nap¥iklad u tiskovych desek, skytat jiZ po osvé&tlenf jasn& viditelny kontrastni obraz
ve vrstvé citlivé na svétlo.

Dédle majf mit smési citlivé na své&tlo, které obsahuji nové inicidtory, vysokou stédlost
pfi skladovdni a to nezédvisle na materidlu noside vrstvy, na kterém se nachdzejf.
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PY¥edm&tem predloZeného vyndlezu je smés citlivd na svétlo, obsahujici jako G&innou
latku na svétlo citlivou heterocyklickou organickou sloudeninu s alespoii jednou trihalogen-
methylovou skupinou jako substituentem a reak&ni sloZku, kterd reaguje s produktem fotoche-
mické reakce heterocyklické organické sloudeniny za vzniku produktu, ktery ma ve vyvojce
absorpci sv&tla nebo rozpustnost odlifnou od reakénf slo¥ky, vyznadujici se tim, %e jako
na sv&tlo citlivou heterocyklickou organickou sloudeninu s alespon jednou trihalogenmethylo-

vou skupinou jako substituentem, obsahuje sloudeninu obecného vzorce I

Q

‘~
N >C-(R1)n(CX3)m
M\ /C C\ (1)

L

o—2z

v ndm¥
L znamend atom vodiku nebo skupinu obecného vzorce CO-(Rl)n(CX3)m,

M znamend popiipadé atomy halogenu, karboxyskupinou, sulfoskupinou, nitroskupi-
nou, kyanoskupinou, karbonylovou skupinou, alkylovou skupinou, arylovou
skupinou, alkoxyskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo alkoxykarbonylovou
skupinou substituovany alkylenovy zbytek nebo alkenylenovy zbytek s celkem
1 a% 15 atomy uhliku nebo 1,2-arylenovy zbytek s celkem 5 a¥ 14 atomy uhliku,

Q znamend atom si{ry, atom selenu nebo atom kysliku, dialkylmethylenovou skupinu
se 3 a% 13 atomy-uhlfiku, alken-1,2-ylenovou skupinu se 2 a% 5 atomy uhlfku,
1,2-fenylenovou skupinu nebo skupinu N-R,

pfiemZ M + Q spole&n& tvo¥f 3 nebo 4 &leny kruhu,
~
R znamend alkylovou nebo alkoxyalkylovou skupinu s 1 aZ 10 atomy uhliku nebo
aralkylovou skupinu se 7 aZ 10 atomy uhliku,

R1 znamen& karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 a# 10 atomy uhliku
nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 a% 8 atomy uhliku, které
obsahuje jako heteroatomy dusfk, sfru nebo kyslik,

X znamend atom chloru, atom bromu nebo atom jodu a

n znamend &islo 0 a m znamend &{slo 1 nebo

n znamend &i{slo 1 a m znamend &islo 1 nebo 2.

Pfedmétem vynilezu je rovnd# zplsob vyroby G&inné l&tky obecného vzorce I, ktery spo&ivé

v tom, Ze se na sloudeninu obecného vzorce II

M/Q
Ny
'

\ .
o (1)

v némZ

Q, Ma R maji{ vySe uvedeny v§znam,
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nebo na jeji iminiovou sul obecného vzorce III

- \C-CH
NS :44%5 3 (II1)

Q, Ma R maji vySe uvedény vyznam a
znamend aniont iminiové soli,
pusobi halogenidem karboxylové kyseliny obecného vzorce IV

1
C-(R )n(CX3)m (1)

\/

v némz
X, Rl, n ammnaii vyse uvedény vyznam.

Slouleniny podle vyndlezu tvo¥i plUsobenim aktinického z&F¥eni volné radikdly, které
jsou schopné k zahajovdn{ chemickych reakci, zejména polymeralnich reakc{ iniciovanych radiké-
ly. Tyto slouleniny odSté&puji ddle p¥i ozdf¥eni halogenovodik a mohou uvadé&t do chodu reakce
katalysované kyselinami, nap¥iklad St&penfim acetalovych vazeb nebo tvorbou sol{, nap¥iklad

zménou barvy indikdtorovych barviv,

V obecném vzorci I znamend L vyhodné atom vodiku. M znameni vyhodn& 1,2~fenylenovou
skupinu, kterd je pop¥fipad® substituovédna atomy halogenu, karboxyskupinou, sulfoskupinou,
nitroskupinou, kyanoskupinou, karbonylovou skupinou, alkylovou skupinou, arylovou skupinou,
alkoxyskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo alkoxykarbonylalkylovou skupinou a obsahuje

a%? 14 atomd uhlfku, nebo je vyhodn& nesubstituovéna.

Znamenéd~-li M vicejaderny arylovy zbytek, pak miZe tento zbytek obsahovat dva nebo
t¥i, vyhodn& dva benzenové kruhy a nejvySe 14 atomd uhlfku. M miZe znamenat také 1,2- nebo
1,3-alkenylenovy zbytek, ktery je pop¥ipadé substituovdn atomy halogenu, karboxyskupinou
karbonylovou skupinou, sulfoskupinou, nitroskupinou, kyanoskupinou, alkylovou skupinou,
arylovou skupinou, alkoxyskupinou, trifluormetﬁylovou skupinou nebo alkoxykarbonylalkylovou
skupinou s celkem 1 aZ 15 atomy uhliku. M miZe znamenat déle 1,1-, 1,2- nebo 1,3-alkylenovy
zbytek, ktery miZe pop¥ipadé obsahovat substituenty shora uvedeného druhu.

Q znamend vyhodn& atom siry, skupinu NR nebo dialkylmethylenovou skupinu se 3 a% 13
atomy uhliku, vfhodn& se 3 aZ 7 atomy uhliku a zejména se 3 atomy uhliku. Q miZe znamenat
také atom kyslfku nebo atom selenu, 1,2-alkenylenovou skupinu se 2 a%¥ 5 atomy uhliku nebo
1,2~fenylenovou skupinu.

JestliZe Q znamend dialkylmethylenovou skupinu se 3 a% 13 atomy uhliku, mochou byt
alkylové skupiny navzdjem spojeny za vzniku 5 nebo 6&lenného kruhu. Zv145t& vyhodn& znamend
symbol Q sfru, zejména jako souldst 5&lenného kruhu.
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JestliZe R znamend alkylovou skupinu nebo alkoxyalkylovou skupinu, pak miZe tato skupina
obsahovat obecn& 1 a% 10 atomi uhliku, vyhodn& 1 a¥ 6 atomt uhliku. Mife mit p¥imy nebo
rozvétveny nebo pop¥ipadé uzavieny za vzniku cykloalifatického zbytku, napfiklad'cyklohexy—
lového zbytku. Jako pffklady aralkylovych skupin se 7 aZ 10 atomy uhliku lze uvést skupinu
benzylovou, tolylmethylovou a fenylethylovou. R znamend zv143t& vyhodné& alkylovou skupinou
s 1 aZ 3 atomy uhliku. '

. Rl znamend jednojadernou nebo dvojjadernou, vyhodné jednojadernou aromatickou skupinu,
kterd je vfhodn& karbocyklickd a obsahuje 2 aZ 8 atom uhliku. Jako p¥iklady zbytku r?
lze uvést benzenové, naftalenové, triazolové, pyrimidinové, pyridinové, oxazolové, imidazolo-
vé, thiazolové, oxdiazolové, diadiazolové, furanové, thiofenové, pyrrolové a isoxazolové
kruhy.

X znamen& v§hodné atom chloru nebo atom bromu, zejména atom chloru. Obecn& jsou v§hodné
slouCeniny s n = 1.

Slouleniny obecného vzorce I se daji vyrdbét vyhodné analogicky podle zn&mych postupl
srov. nap¥fklad A. Mistr, V. Laznicka a M. Vavra, Coll. Czech. Chem. Commun. 36 150 (1971)
Tak se nap¥iklad p¥i postupu podle vyndlezu vych&z{ z methylenderivatu obecného vzorce
II nebo z odpovidajici{ iminiové soli obecného vzorce III a halogenidu karboxylové kyseliny
obecného vzorce IV podle ndsledujfcfho reak&niho schématu:

Q
v e - cr
~ N//// 2
R
(I1)
[¢]
- .
+ T—(R )n(CX3)m —_—>
X
/Q\ (IV)
M C - CH
\\N/- 3
] (+)
R A (-)
ptidem2 (111)
A znamend anorganicky aniont, vyhodné& halogenidovy aniont, tetrafluorborédtovy

aniont, perchlordtovy aniont nebo organicky aniont, vyhodné& sulfondtovy
aniont nebo alkylsulfdtovy aniont,

a ostatni symboly maji shora uvedeny vy§znam.

Reakce se provadi vyhodné za plsobeni dusikatych badzi{, nap¥iklad triethylaminu, dimethyl-
benzylaminu, diethylbenzylaminu, N-ethyldicyklohexylaminu, N-ethylpiperidinu, N-methylpiperi-
dinu, N-methylmorfolinu, N-ethylmorfolinu, N-ethylpyrrolidonu, 1,8-diazabicyklo-(5,4,0)~
~undec-7~-enu, 1,4-diazabicyklo~(2,2,2)-oktanu nebo pyridinu, p¥idemZ tato bdze samotni
slou?{ jako rozpoudtédlo nebo se p¥iddvad inertni organické rozpoudt&dlo, nap¥iklad benzen,
toluen, dimethylformamid, tetrahydrofuran, diethylether, diisopropylether nebo methylenchlo-
rid.

Reakce.se provddi vyhodné& p¥i teplotdch mezi 0 % a 100 °c, pticemZz mnoZstvi halogenidu
karboxylové kyseliny se obecné pohybuje mezi 1 a 4, vfhodn& mezi 1 a 1,5 pro v§yrobu produktd,
ve kterych L = H, a pro vyrobu produktd, ve kterych L = CO(Rl)n(CX3)m, mezi 2 a 3 mol na
1 mol slou&eniny vzorce II pop¥ipadé III.
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Sloudeniny podle vyndlezu jsou vhodné jako fotoinicidtory pro fotopolymerisovatelné
vrstvy, které jako podstatné sloZky obsahuji{ monomery, pojidla a inicidtory.

Fotopolymerisovatelné monomery upot¥ebitelné pro tuto aplikaci jsou zné&mé a jsou popsény
napfiklad v americkych patentovych spisech 2 760 863 a 3 030 023.

Vyhodnymi p¥iklady jsou estery kyseliny akrylové a methakrylové .odvozené od vicemocnych
alkoholli, jako je diglycerindiakrylédt, polyethylenglykoldimethakryl%t, akryldty a methakryléty
trimethylolethanu, trimethylolpropanu a pentaerythritu a vicemocnych alicyklickych alkoholi.

Vyhodnd se pouZivd také reakénich produktd diisokyandtd s parcidlnimi estery vicemoc-
nych alkohold. Takovéto monomery se popisuji nap¥iklad v DE-A 20 64 079, 23 61 041 a
28 22 190.

Podil monomerd ve vrstvé &ini obecnd asi 10 a% 80, vyhodn& 20 aZ 60 % hmotnostnich.

Jako pojidla se mohou pouZivat Cetné rozpustné organické polymery. Jako pffklady lze
uvést: polyamidy, polyvinylestery, polyvinylacetaly, polyvinylethery, epoxidové pryskyfice,
estery polyakrylové kyseliny, estery polymethakrylové kyseliny, polyestery, alkydové prysky-
¥ice, polyakrylamid, polyvinylalkohol, polyethylenoxid, polydimethylakrylamid, polyvinylpyrro-
lidon, polyvinylmethylformamid, polyvinylmethylacetamid, jakoZ i kopolymery monomerli, které

tvo¥1 uvedené homopolymery.

Dédle p¥ichézeji jako pojidla v dvahu p¥irodni l&tky nebo p¥em&n&né p¥frodni latky,
nap¥fiklad Zelatina a ethery celulosy.

S vyhodou se pou¥ivéd pojidel, kterd jsou nerozpustnd ve vod&, kterd viak jsou ve vodné

alkalickych roztocich rozpustnd nebo alespon botnatelnd, vzhledem k tomu, Ze se vrstvy '
s takovymito pojidly dajf vyvijet vyhodnd pomoci vodné& alkalickych vyvojek. Takovdto pojidla
mohou obsahovat nap¥iklad n&sledujicf skupiny: -COOH, -PO3 20 -SO3H, -SOzNH—, ~502NHSOZ—
a -SOZ—NH—CO—.
Jako p¥iklady té&chto latek lze uvést: maleindtové pryskyfice, polymery z (beta-methakry-
loxyloxyethyl)esteru N-(-p-tolylsulfonyl)karbamové kyseliny a kopolymery t&chto a podobnych
monomert s dal¥3fmi monomery, jako% i kopolymery styrenu a anhydridu maleinové kyseliny.

Vyhodné jsou kopolymery alkylmethakryldtu a methakrylové kyseliny a kopolymery z meth-
akrylové kyseliny, alkylmethakryldtl a methylmethakryldtu nebo/a styrenu, akrylontirilu
apod., jak se popisujl v De-A 20 64 080 a 23 63 806.

MnoZstvi pojidla &ini obecn& 20 aZ 90, vyhodn& 40 a% 80 % hmotnostnich sloZek vrstvy.

Fotopolymerovatelné sm&si mohou obsahovat vidy podle plénovaného Gfelu pouZiti a podle
poZadovanych vlastnosti rdzné létky jako pfisady.

Jako p¥isady lze uvést:

inhibitory k zabr&n&ni termické polymerisace monomert,

donory vodiku,

l4tky modifikujfci sensitometrické vlastnosti takovychto vrstev,
barviva,

barevné a bezbarvé pigmenty, -
barvotvorné 1latky,

indiké&tory,

zm&k&ovadla atd.
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Fotopolymerisovatelnd smés se mi¥e pouZivat pro nejrizndj&i aplikace, nap#iklad k vyrob&
bezpe&nostniho skla, laki, které se vytvrzujl sv&tlem nebo korpuskuldrnim zd¥enim, napt¥iklad
elektronovym z4¥enim, v dent&lni oblasti a zejména kopirovaciho materidlu citlivého na
svétlo v oblasti reproduk&ni techniky.

Jako aplikaéni moZnosti v této oblasti lze uvést kopirovaci vrstvy pro fotochemickou
vyrobu tiskovych forem pro tisk z vySky, tisk z plochy, hlubotisk, sftotisk, reliefnich
kopii, nap¥iklad k vyrob& textl ve slepeckém pismu,jednotlivych kopii, obrazl p¥i &in&ni,

obrazt pomoci pigmentd atd.

Déle jsou tyto sm&si pouZitelné pro fotomechanickou vyrobu leptu reserv, nap¥iklad
pro vyrobu jmennych Stitkd, kopirovacich obvodi a pro leptdni tvarovych té&lisek.

Primyslové zhodnoceni sm&si pro uvedené Glely pouziti se mife provaddt ve form& kapalného
roztoku nebo disperze, napfiklad ve form& fotoresistentniho roztoku, ktery spot¥ebitel
sém aplikuje na individudlni nosi&, nap¥iklad k leptdni tvarovych t&lfsek, pro vyrobu tilté-
ngch obvodli, sitotiskovych Sablon: apod.

Tato smés se mhZe vyskytovat také ve form& pevné vrstvy citlivé na svdtlo na vhodném
nosi¢i ve formé& skladovadni schopného p¥edem vrstvou citlivou na sv&tlo opat¥eného kopirovaci-
ho materidlu, nap¥iklad pro vyrobu tiskavych forem. Rovn&Z tak je uvedend sm&s vhodnd pro

vyrobu suchych chrénidel.

Obecné je p¥iznivé chrénit uvedené sm&si b&hem fotopolymerace pfed vlivem kysliku.
V p¥ipadé pouZiti{ sm&si ve form& tenkych kopirovacich vrstev je moZno doporudit nandSeni

vhodného kryciho filmu, ktery je mélo propustny pro kyslik.

Tento film miZe byt samonosnf a pred vyvijenim kopirovaci vrstvy se odejme. Pro tento
G&el jsou vhodné nap¥fklad polyesterové filmy. Kryci film miZe také sestdvat z materidlu,
ktery se ve vyvijec{ kapalin& rozpoudt{ nebo se d4 alespof na nevytvrzenych mistech p¥i
vyvijeni odstranit. Materidly vhodnymi pro tento el jsou nap¥iklad vosky, polyvinylalkohol,
cukry, atd.

Jako nosi&e vrstev pro kopirovaci materidly vyrdbéné se smési podle vyndlezu se hodi
nap¥iklad hlinik, ocel, zinek, m&d a folie z plastické hmoty, nap¥iklad z polyethylenterefta-
l4tu nebo acetdtu celuldzy, jakoZ i noside pro sitotisk, jako je perlonovad géza.

Sloueniny citlivé na z&¥eni jsou jako fotoinicidtory d&inné jiZ v koncentracich od
asi 0,1 % z celkové hmotnosti hmoty. Koncentrace nad 15 % hmotnostnimi je obecné& nelcelné&.

V¥hodné se pouZivd koncentraci od 0,2 do 5 §.

D4dle se mohou slouleniny podle vyndlezu pouZfivat také v takovych sm&sich citlivych
na z&¥eni, u nichZ se zm&ny vlastnosti dosahuje kyselymi katalyzétofy, které vznikaji p¥i
.fotosyntéze. Uvést lze nap¥fiklad kationickou polymeraci systéml, které obsahuji vinylethery,
N-vinylderivdty, jako N-vinylkarbazol nebo specidlnf vi&i G&inku kyselin labiln{ laktony,
p¥ilemZ neni vylouleno, %e na n&kterych z t&chto reakci se podflf také radikdlové pochody.

Jako hmoty tvrditelné kyselinami lze uvést ddle aminoplasty, jako molovinoformaldehydové
pryskyfice, melaminformaldehydové prysky¥ice a dals$i N-methylolderivaty, jakoZ i fenolform-
aldehydové pryskyfice.

JestliZe se také vytvrzovani epoxidovych pryskyfic provéddi obecn& plsobenim Lewisovych
kyselin pop¥ipadé& takov§ch kyselin, jejichZ anionty maji niZ3{ nukleofilii neZ chlorid
a promid, tedy neZ anionty halogenovodikovych kyselin, kterdé vznikaji pfi fotolyze za pouZitf
novych slouenin, pak se p¥esto vytvrzujf vrstvy, které sestdvaji z epoxidovych prysky¥ic
a novolakt hladce p¥i ozd¥eni v p¥itomnosti slouenin podle vyndlezu.
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Daldi vyhodnd vlastnost novych sloufenin spolivd v jejich schopnosti vyvoldvat v barev-~
nych systémech pfi fotolyze barevny p¥echod; z pfedchiidcl barev, nap¥iklad z leukoderivatd,
indukuji vznik barvy nebo zpisobuji bathochromni posuny barev a zintenzivné&ni barev ve

sm&sich, které obsahuji cyaninové, merocyaninové nebo styrylové bdze barviv.

Také je moZno nap¥iklad ve sm&sich, které jsou popsdny v DE-A 15 72 080 a které obsahuji
barevnou b&zi, N-vinylkarbazol a halogenovany uhlovodik nahradit halogenderivadt tetrabrommetha-
nu &4sti jeho mnoZstvi sloudeninou podle vyndlezu.

Barevné prechody jsou v technice Zadouci nap¥iklad také pfi vyrobé tiskovych forem,

aby se mohl po ozd¥eni jeit& p¥ed vyvijenim posoudit vysledek kopirovéni.

Misto l&tek uvolnujicich kyselinu, které jsou uvedeny v DE-A 23 31 377 a 26 41 100,
se vghodné& pou?ivaji slouleniny podle pfedloZeného vyndlezu.

Zv148t& vyhodnou oblasti aplikace pro sloueniny podle vyndlezu jsou smési, které
vedle jinych slo¥ek obsahuji jako podstatnou sloZku sloudeninu s alespon jednim seskupenim
C-0-C, které je Stdpitelné kyselinod. Jako sloudeniny, které jsou Stépitelné kyselinou
lze uvést pfedeviim:

A) takové slouleniny s alesponh jednou skupinou esteru 6rthokarboxylové kyseliny nebo/a
skupinou amidacetalukarboxylové kyseliny, pfiemZ? sloueniny maji také polymerni charakter
a uvedeni seskupeni se mohou vyskytovat jako spojovacf prvky v hlavnim Ffet&zci nebo jako
substituenty v postrannim Fetdzci;

B) polymerni sloudeniny s opakujicimi se acetalovymi nebo/a ketalovymi seskupenimi.

Sloudeniny typu A $t&pitelné kyselinou jako sloZky sm&si citlivych na svétlo jsou
podrobn& popsdny v DE-A 26 10 842 nebo 29 28 636. Sm&si, které obsahuji slouceniny typu
B jsou p¥edmé&tem DE-C 27 18 254.

Jako sloueniny St&pitelné kyselinou lze uvést nap¥iklad také specidlni arylalkylacetaly
a -aminaly popsané v DE-C 23 06 248, které se rovnéZ odbourdvaji produkty fotolgzy sloudenin
podle vyndlezu.

Takové sm&si, ve kterych se pusobenim aktinického zéfeni nep¥imé nebo bezprostfedni
molekuly p¥em&huji na men3i, maji na ozé¥enych mistech obecnd zvySenou rozpustnost, lepivost
nebo t&kavost. Tyto &&sti se mohou vhodnymi opatfenfimi, nap¥iklad rozpuSté&nim vyvijeci
kapalinou, odstranit. U kopfrovacich materidld se v t&chto pfipadech hovof{ o pozitivn&
pracujicich systémech.

Novolakové kondenzadni prysky¥ice osvé&ddené v pripad& &Cetnych pozitivnich kopirovacich
materi&lt se ukdzaly jako zvl143t& dob¥e upotfebitelné a vyhodné jako p¥isada také pii pouZiti
slou&enin podle vyndlezu ve sm&sich jako p¥isada také p¥i pouZit{ sloufenin podle vyndlezu
ve smé&sich se sloudeninami, které jsou 3t&pitelné kyselinou.

VyZadujf zna&nou diferenciaci mezi osvétlenymi a neosvé&tlenymi &&stmi vrstvy p¥i vyvije-
nf, zvlastd v ptipadd vySe kondenzovanych pryskyfic se substituovanymi fenoly jako sloZkami
formaldehydového kondenzdtu. Druh a mnoZstvi novolakové pryskyfice miZe byt rGzné podle
d&elu pouZiti.

Vyhodn& se pod{l novolaku pohybuje mezi 30 a 90 % hmotnostnimi zv1&3t& vyhodn& mezi
55 a 85 % hmotnostrifmi, vztaZeno na celkovy podil pevné létky.

Navic se mohou soudasni pouZivat je%td Zetné dali{ pryskyfice, vyhodné& vinylové polyme-
ry, jako polyvinylacetity, polyakryldty, polyvinylethery a polyvinylpyrrolidony, které

se sami mohou modifikovat komonomery.
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Nejpfizniv&jZ{ podil t&chto pryskyfic se ¥idi podle aplika&né technickych poZadavki
a podle vlivu podmfnek vyvijen{ a &ini obecné ne vice ne% 20 %, vztafeno na novolak. V malych
mnofstvich mi¥e sm&s citlivd na svétlo za ddelem specidlnich poZadavki, jako je ohebnost,
dobrd adheze a lesk, obsahovat je¥t& krom& toho lé&tky, jako jsou polyglykoly, derivdty
celulosy, jako ethylcelulosa, smadedla, barviva a jemné dispergované pigmenty, jakoi i

podle potfeby absorbéry UV-svétla.

vyvijeni se provddl vyhodn& pomoci vodn&-alkalickych vyvojek, které jsou v technice
obvyklé a které mohou obsahovat malé mnoZstvi organickych rozpouSté&del, nebo také organickd

rozpoustédla.

Nosile uvedené ji%¥ v souvislosti s fotopolymerizovatelnymi smésmi, p¥ichdzeji rovnéz
v Gvahu pro pozitivn& pracujic{ kopirovaci materi&ly, a navic se mohou pouZivat v mikroelek-
tronice obvyklé k¥emikové povrchy a povrthy na bézi oxidu k¥emiditého.

Mno%stvi sloufenin, které se pou?ivaji podle vyndlezu jako fotoinicidtory, miZe byt
v pozitivn& pracujicich sm&sich podle l&tky a podle vrstvy velmi rozdilné. P¥iznivych vysledkd
se dosahuje za pou¥itf asi 0,1 a% 10 %, vzta¥eno na celkovy podfl pevné ldtky, vyhodné&
za pouZit{ asi 0,2 a% 5 %. Pro vrstvy s tloudfkou nad 10 ,um se doporuduje pouZivat relativné

malé mno¥stvi l4tky, kterd uvoliiuje kyselinu.

z4sadnd je k oz¥ovéani vhodné elektromagnetické zé¥eni s vlinovymi délkami a? do asi

600 nm. Vyhodny rozsah vlnovych délek &ini 250 aZ 500 nm.

Rozmanitost sloudenin podle vyndlezu, jejich absorp®ni maxima se Cdste&né nachdzeji
jestd daleko ve viditelné &isti spektra a jejich absorp®ni rozsah miZe presdhnout pfes
500 nm, dovoluje p¥izplsobit fotoinicidtor optimdlné v zévislosti na pouzity zdroj svétla.
Jako zdroje svétla lze uvést nap¥iklad: trubkové Zdrovky, xenoncvé impulsové Zdrovky, vysoko-

tlaké rtutové vybojky s halogenidem kovu a uhlikové obloukovky.

Krom& toho je v p¥ipadé sm&si citlivych na sv&tlo moiné ozafovani obvyklymi projekénimi
p¥istroji a zvétSovacimi p¥istroji svétlem %drovky s vléknem z kovu a kontaktnim ozafovdnim
obvyklymi ¥4rovkami. Oza¥ovdni se miZe provddét také koherentnim svétlem laseru. Vhodné
pro tyto ulely p¥edloZeného vyndlezu jsou vykonné krdtkovlinné lasery, napiiklad argonovy
laser, laser s ionty kryptonu, laser s barvivem a helium-kadmium-laser, které zejména emituji
v rozsahu mezi 250 a 500 nm. Z&¥eni laseru se reguluje pomoci p¥edem naprogramovaného pohybu

v CarAch nebo/a rastru.

Ozatovdni elektronovym z&¥enfm je dal¥f moZnost diferenciace. Elektronovd zé&¥enf mohou
smé&si, které obsahuji ndkterou ze sloudenin podle vyndlezu a sloudeninu, kterd je 3t&pitelnd
kyselinou, stejnd jako &etné daldi organické materidly pronikav& rozklddat a zes{tovat,
tak aby vznikl negativni obraz, jestli’e se neozdfené &¢4sti odstranuji rozpou$t&dlem nebo

ozd¥enim bez ptredlohy a vyvijenim.

P¥i malé intenzit& nebo/a p¥i vy$3{ rychlosti pohybu elektronového paprsku zpisobuje
naproti tomu elektronové z&fenf{ diferenciaci ve sméru vy$Ef rozpustnosti, tj. ozé&¥ené &éasti
vrstev se mohou odstranit v§vojkou. P¥iznivé podminky se mohou zjistit p¥edb&Znymi pokusy.

V¢hodné pou?iti nachdzejf sm&si citlivé na sv&tlo obsahujici n&€kterou ze slou&enin
podle vyndlezu p¥i vyrob& tiskovych forem, tj. zejména forem pro ofsetovy tisk, autotypicky
hlubotisk a sftotisk, v roztocich fotochrénidel a v tzv. suchych chrénidlech.

Nasledujici p¥iklady slou%f{ k bli%Z{mu objasnéni vyndlezu. Nejd¥ive se uvdd{ popis
vyroby rtiznych sloudenin podle vyndlezu, naei jsou piipojeny aplikaén{ moZnosti né&kolika
t&chto slouenin ve smé&sich citlivych na svétlo.
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v éf:ikladcch uvddéni dily hmotnostni a dily objemové jsou ve vzédjemném pom&ru jako
g:ml. OUdaje procent a mnoZstvi se, pokud neni uvedeno jinak, vztahuji na hmotnost.

Tabulka I

Sloudeniny vzorce I s Q = S; Rl = benzenovy kruh

Sloudenina
¢islo ) R M L n (CXB)m

1 7 C2H5 1,2-fenylen H 1 4-CC13
la C2H5 5—CH3—1,2—fenylen H 1 4-CCl3
1b CH2C6H5 1,2-fenylen H 1 4-CC13
2 C2H5 1,2-fenylen RX 1 4—CC13
3 CZHS 1,2-fenylen H . 1 ‘3—CC13
4 CH3 1,2~fenylen H 1 4-Ccl3
5{V) C2H5 1,2-fenylen H 1 4-CF3
6 C2H5 1,2-fenylen H 0 CCl3
6a CH3 1,2-fenylen H 0 CCl3
6b C2H5 5—CH3-1,2-fenylen . H 0 CClB
6c CHZCGHS 1,2-fenylen H 0 CCl3
7 C2H5 1,2-fenylen H 1 3,5-(CC13)2
8 C,H,0CH, 1,2-fenylen . H 1 4-CCl,
8a {CHZ) 5CI-I3 1,2-fenylen H 1 4—CCl3

s 9{V) CZHS' 1,2-fenylen H 1 4-CCl3
(V) = srovndvaci sloulenina
Ph = fenylen
RX = CO-Ph-CCl, (p)

Tabulka II
Slou&eniny vzorce I s Q = S, M = 1,2-naftylen a R = CH3

Sloudenina
&. R L n (CX3 ) n

10 1,4-fenylen H 1 CC13
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pokradovani tabulky II
Sloudenina
1
&. R L n (CX3)
10a 1,3,5-fentriyl H 1 (CC13)2
11(v) 1,4-fenylen H 1 CF3
12(v) 2-furyl 2-furyl 1 -
karbonyl
13 - H 0 CCl3
14 (V) fenyl H 1 -
Tabulka 111
Slou&eniny vzorce I s Q = C(CH3)2, L =H, X=¢Cl, R~= CH3
Slouenina
&. M Rl n m
15 1,2~-fenylen 1,4~fenylen 1 1
15a° 5~Cl-1,2-fenylen 1,4-fenylen 1 1
15b 1,2~-fenylen 1,3-fenylen 1 1
16 1,2-fenylen 1,3~-fenylen 0 1
l6a 5-Cl-1,2-fenylen 1,3~-fenylen 0 1
17 1,2-fenylen 1,3,5-fentriyl 1 2
Tabulka v
Slou&eniny vzorce I s Q =S, L = H, X = Cl, R1 = 1,4-fenylen, R = 02H5
Sloudenina
gislo M n
18 C,H50c0~C- 1
CH3—C-
19 CZHSOCO~S— 0
CH,-C-
20 fenyl-C- 1
W
fenyl-C-
20a fenyl—g- * 1

H-C-

253715
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pokracovén{ tabulky IV

Slou&enina

¢islo i M ’ n
21 fenyl-C- 0

.

fenyl-C-
2la fenyl-C- 0

it

H-C~

Tabulka \

Slou¢eniny vzorce I s Q = ethen-1,2-ylen, M - 1,2-fenylen, R = CH3, n=90, X=2¢Cl1

Sloudenina
&¢islo L
22 H
23 trichloracetyl

Tabulka Vi

1

Sloueniny vzorce I s Q = Se, L = H, X = Cl, R° = l,4-fenylen, R = CZHS' m=1
Slou&enina
¢islo M n
24 1,2~fenylen 1
25 5—CH3—1,2—fenylen 1
26 5-CH3O-1,2-fenylen 1
27 1,2-fenylen 0

P¥iklady provedeni:
P¥i{iklad 1

Vyroba slouleniny 1

A) 3-ethyl-2-methylbenzthiazolium-p-toluensulfonét

%za michdni se zah¥ivd 300 g (2 mol) 2-methylbenzthiazolu a 440 g (2,2 mol) ethylesteru
p-toluensulfonové kyseliny (nebo sm&s ethylesteru o- a p-toluensulfonové kyseliny) na teplotu
150 oC, pfidemz v disledku exothermni reakce vystoupi teplota na asi 200 °c. Po 10 minut4ch
se reakénf sm&s vylije do 2 litrl acetonu, vyloudeny produkt se odfiltruje a vysu$i se
ve vakuu. ’

vyt&Zek 730 g (98 % teorie).

B) 2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)=~3-ethylbenzthiazolin (sloudenina 1)
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35 g (0,1 mol) 3-ethyl-2-methylbenzthiazolium-p-toluensulfondtu se suspenduje ve 300 ml
toluenu, k ziskané suspenzi ce p:ridd 28 g (0,11 mol) p-trichlormethylbenzoylchloridu a
p¥i teploté 15 °C se pfikape 23 g (0,23 mol; 31,5 ml) triethylaminu.

Po 3 a% 4 hodin&ch p¥i teplotd mistnosti se vylouleny produkt odfiltruje a promyje
se malym mnoZstvim methanolu.

Produkt se pY¥ekrystaluje z ethanolu, ethylacetétu, acetonu nebo acetonitrilu.

VytéZek: 34 g (85 % teorie).

Teplota t&ni 174 a¥ 176 °cC.

Analyza pro: C18H14C13NOS

molekulovd hmotnost: 398,74

vypo&teno 54,22 % C, 3,54 % H, 3,51 % N, 26,67 % Cl;

nalezeno 54,2 % C, 3,4 % H, 3,5 % N, 26,4 % Cl.

UV spektrum v dimethylformamidu: 396 nm (30 900).

Odpovidajicim zplisobem se vyrobi ndsledujici slouleniny:
Sloudenina la:

2- (p-trichlormethylbenzoylmethylen)-3-ethyl-5-methylbenzthiazolin

Teplota tani: 181 a¥ 183 °c.

Analyza pro: C19H16C13NOS

Molekulovd hmotnost: 412,77

vypo&teno 55,29 % C, 3,91 % H, 3,39 % N, 25,77 % Cl;

nalezeno 55,0 % C, 4,0 % H, 3,3 % N, 25,6 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 398 nm (32 800).
Sloudenina 1b:

2~ (p-trichlormethylbenzyolmethylen)-3-benzylbenzthiazolin

o *

Teplota téni: 182 aZ 185 C

Analyza pro: C23H16C13NOS
Molekulovd hmotnost: 460,81
vypodteno 59,95 % C, 3,50 % H, 3,04 % N; 23,68 % Cl;

nalezeno 59,8 % C, 3,5 % H, 3,0 % N, 23,0 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 395 nm (31 500).
Sloudenina 3:

2- (m-trichlormethylbenzoylmethylen)-3-ethylbenzthiazolin
Teplota ténfi: 157 a% 159 °C

Analyza pro: C18H14C13NOS‘

Molekulovd hmotnost: 398,74

vypo&teno 54,22 % ¢, 3,54 % H, 3,51 % N, 26,67 0 Cl;
nalezeno 54,3 % C, 3,6 % H, 3,5 % N, 26,4 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 388 nm (46 900).
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Sloucenina 4:
2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)-3-methylbenzthiazolin

(z 2,3~dimethylbenzthiazolium-p-toluensulfonéatu)

%c.

Teplota téni: 194 a% 196
Analyza pro: C17H12C13NOS
Molekulovd hmotnost: 384,71

vypoéteno 53,08 % C, 3,14 % H, 3,64 $ N, 27,65 % Cl;
nalezeno 54,0 & C, 3,4 % H, 3,6 % N, 27,2 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu}: 395 nm (32 200).

Slouc¢enina 5:
2i(p—trif1uormethylbenzoylmethylen)—3—ethylbenzthiazolin
(srovndvaci sloudenina)

Teplota tani: 179 a% 180 °c

Analyza pro: C18H14F3NOS

Molekulovd hmotnost: 349,37

vypo&teno 61,88 % C, 4,04 % H, 4,01 % N;

nalezeno 62,1 % C, 4,1 % H, 4,1 % N.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 392 nm (31 300).
Sloudenina 6a:
2-(trichloracetylmethylen)-3-methylbenzthiazolin

Teplota tdnf: 189 a¥ 190 °C

Analyza pro: C11H8013NOS

Molekulovd hmotnost: 308,62

vypodteno: 42,81 % C, 2,61 % H, 4,45 % N, 34,46 % Cl;

nalezeno : 42,5 % ¢C, 2,5 % H, 4,3 % N, 34,5 % Cl.
UV spektrum {v dimethylformamidu): 369 nm (28 700}.
Sloudenina 7:

2—[?,5-bis—(trichlormethyl)benzoylmethylen]-3—ethylbenzthiazolin

¢

Teplota té&ni 180 aZ 183
Analyza pro: C19H13C16NOS

Molekulovd hmotnost: 516,10

vypod&teno 44,22 ¢ C, 2,54 % H, 2,71 % N, 41,22 % Cl;

nalezeno 44,2 % C, 2,4 % H, 2,7 % N, 40,6 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 399 nm (30 700).
Sloudenina 8:

2~ (p~trichlormethylbenzoylmethylen)-3-(2-methoxyethyl)benzthiazolin
(z 2-methyl~-3~(2-methoxyethyl)benzthiazolium-p-toluensulfonétu)
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Teplota t4ni 162 a% 165 S¢c

Analyza pro: C19H16C13N025
Molekulovd hmotnost: 428,77
vypo&teno 53,22 ¢ C, 3,76 % H, 3,27 % N, 24,81 % Cl;

nalezeno 53,4 % C, 3,9 % H, 3,2' $ N, 24,9 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 396 nm (31 000).
Sloudenina 8a:
2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)~3-n-hexylbenzthiazolin

Teplota tédni: 111 a% 113 ¢

Analyza pro: C,,H,,C1,N08

Molekulovéd hmotnost: 454,85

vypo&teno 58,10 % C, 4,88 % H, 3,08 $ N, 23,38 % Cl;

nalezeno 58,4 % C, 4,9 % H, 3,0 &% N, 23,1 & Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 397 nm (32 100).
Sloudenina 9:

2-benzoylmethylen~-3-ethylbenzthiazolin
{srovndvaci sloudenina)

Teplota té&nf: 139 aZ 140 %

Analfza pro: Cl7H15NOS

Molekulov&d hmotnost: 281,38

vypo&teno 72,57 & C, 5,37 % H, 4,98 % N;
nalezeno 72,6 % C, 5,6 % H, 5,0 % N.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 381 nm (36 600)
SlouSenina 10:

2—(p-trichlormethy1benzoylmethylen)-3—methy1nafto[1,2-d]thiazolin
(z 2,3-dimethylnafto[1,Z-d]thiazolium—p-toluensulfonétu)

Teplota ténf: 239 a% 242 °C

Analyza pro: C21H14C13NOS

Molekulovd hmotnost: 434,77

vypodteno 58,01 $ C, 3,25 % H, 3,22 $ N, 24,46 % Cl;
nalezeno 57,7 & C, 3,3 % H, 2,9 % N, 24,3 8 Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 412 nm (35 200).
Sloudenina 1l0a:

2-(3,S-bis—trichlormethylbenzoylmethylen)—3-mothylnl!to[1,2-4]thillolin
Teplota té&nf: 241 a¥ 242 °¢

Anal§za pro: 022H13C16NOS

Molekulov4 hmotnost: 552,14

vypo&teno 47,86 ¢ C, 2,37 % H, 2,54 ¢ N, 38,53 § Cl,

nalezeno 47,6 % C, 2,3 % H, 2,2 % N, 38,5 § Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 415 nm (33 400).

*»
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Slou&enina 11:

2-(p-trifluormethylbenzoylmethylen)-3-methylnafto[l,2—&]thiazolin
(srovndvac{ sloudenina)
{z 2,3-dimethylnaftoll,2-q] thiazolium-p-toluensulfondtu)

Teplotd tanf: 252 a% 254 °c.

Analyza pro: CyqHy 4F4NOS:

Molekulovi hmotnost: 385,41

Vypo&teno 65,45 % C, 3,66 % H, 3,63 % N;

nalezeno 64,7 % C, 3,8 % H, 3,6 % N.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 409 nm (34 200)
Sloudenina 13:

2—trichloracetylmethylen—3-methylnaftofl,2-d}thiazolin
(z 2,3-dimethylnafto[l,2—d]thiazolium—p-toluensulfonétu)
Teplota téni: 263 °c

Anal§za pro: ClSHIOClBNOS

Molekulovd hmotnost: 358,67

vypo&teno 50,23 % C, 2,81 % H, 3,91 % N, 29,65 % CIl;

nalezenoc 50,2 % C, 2,9 % H, 3,9 % N, 30,2 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 387 nm (35 100).
Sloudenina 14:

2-benzoylmethy1en-3fmethylnafto[1,2-d]thiazolin
(srovndvacf sloulenina)

Teplota tdnf:220 a¥ 222 °c

Analyza pro: c20H15NOS

Molekulovd hmotnost: 317,41

vypo&teno 75,68 ¢ C, 4,76 % H, 4,41 % N;
nalezeno 75,4 % C, 4,8 % H, 3,9 % N,

UV spektrum (v diﬁethylformamidu): 331 nm (4 900), 399 nm (38 900).
Sloudenina 24:
2= (p-trichlormethylbenzoylmethylen)-3-ethylbenzoselenazolin

Teplota ténf: 175 a% 178 °c
Analyza pro: C18H14C13NOSe
Molekulovd hmotnost: 445,77
vypo&teno: 48,51 $ Cc, 3,17 % H, 3,14 % N, 23,87 % Cl;

nalezeno 48,3 % C, 3,2 % H, 3,1 % N, 23,6 % Cl.
UV spektrum (v'dimethylformamidu): 399 nm (29 900).
Slou&enina 25:

2~ {p~trichlormethylbenzoylmethylen)-3-ethyl-5-methylbenzoselenazolin
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Teplota t&nf: 195 a% 197 °c

Analyza pro: CygH,4CL,NOSe

Molekulova hmotnost: 495,66

vypolteno 49,65 % C, 3,51 $ H, 3,05 % N, 23,14 % Cl;

nalezeno 49,9 % C, 3,7 % H, 3,1 % N, 23,0 % Cl. N

UV spektrum (v dimethylformamidu): 401 nm (30 800).
Sloulenina 26:

2~ {p-trichlormethlybenzoylmethylen)-3~ethyl-5-methoxybenzoselenezolin
Teplota t&ni: 174 a% 176 °c
Analyza pro: CyqH; gC1;NO0,8e
Molekulovd hmotnost: 475,66
vypo&teno 47,98 % C, 3,39 % H, 2,94 % N, 22,36 % Cl;
nalezeno 48,0 % ¢C, 3,4 % H, 2,9 % N, 22,1 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 407 nm (30 100).
Slouenina 27:

2~trichloracetylmethylen-3-ethylbenzoselenazolin
Teplota t&ni: 139 a¥ 140 ©
Analyza pro: C12H10C13N03e
Molekulov& hmotnost: 369,54
vypo&teno 39,00 $ C, 2,73 $ H, 3,79 % N, 28,78 % Cl;

nalezepo 39,0 ¢+ C, 2,8 % H, 3,8 % N, 28,5 % Cl.

C

UV spektrum (v dimethylformamidu): 371 nm (29 500).

P¥ {klad 2
Vyroba slouleniny 15:
2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)-1,3,3~trimethylindolin

K 13,48 g (80 mmol) 1,3,3-trimethyl-2-methylenindolinu (trib4ze) a 26 ml (188 mmol) tri-
ethylenaminu rozpudté&nym ve 300 ml bezvodého toluenu, se p¥i teplotd 0 a¥ 5 °C pf¥ikape
10,3 m1 (16,6 g; 92 mmol) trichloracetylchloridu.

Reak&énf sm&s se potom ddle mich& po dobu 3 hodin p¥i teplotd mistnosti, sraZenina
se odfiltruje, filtr&t se promyje vodou, vysu$i se siranem sodnym a zahust{ se. Ziskany
produkt se dvakrdt prekrytsaluje z diisopropyletheru. '

v§téiek: 12,6 g (49 % teorie).

Teplota téni 170 a% 171 °c.

Analyza pro: C20H18C13N0

Molekulov4d hmotnost: 394,72

vypo&teno 60,86 % C, 4,60 % H, 3,55 % N, 26,94 % Cl;
nalezeno 61,0 % C, 4,6 % H, 3,6 % N, 26,6 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 395 nm (26 300).

Analogickym zplsobem se vyrobi ndsledujicf{ slouleniny:
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Sloulenina 1l5a:

2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)=-1,3,3~trimethyl-5-chlorindolin
Teplota tani: 164 az 171 ©
Analyzavpro: CZOH17C14NO
MolekulovAd hmotnost: 429,18

vypo&teno 55,97 % C, 3,99 % H, 3,26 % N, 33,04 % Cl;
nalezeno 55,6 % C, 3,9 % H, 3,2 % N, 33,2 & Cl.

c

UV spektrum (v dimethylformamidu): 394 nm (28 700).
Sloudenina 15b:
2—(m-trichlormethylbenzoylmethylen)-1,3,3—trimethylindolin

Teplota téni: 161 aZ 165 °c

Analyza pro: 020H18C13N0

Molekulovd hmotnost: 394,72

vypo&teno 60,86 % C, 4,60 % H, 3,55 % N, 26,94 % Cl;

nalezeno 61,1 % C, 4,6 % H, 3,6 % N, 26,8 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 388 nm (28 100).
Slou&enina 16:

2-trichloracetylmethylen-1,3,3-trimethylindolin
Teplota té&ni: 101 °c
Analyza pro: C14H14C13N0

Molekulovd hmotnost: 318,63

vypo&teno 52,77 $ C, 4,43 % H, 4,40 % N, 33,38 % Cl;

nalezeno 53,1 &% C, 4,4 % H, 4,4 % N, 33,1 & Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 375 nm (25 900).
Sloudenina léa:
2-trichloracetylethylen-1,3,3-trimethyl-5-chlorindolin
Teplota tanf 163 a% 165 °C

Analyza pro: C14H13C14No

Molekulovd hmotnost: 353,08

vypo&teno 47,63 8 C, 3,71 % H, 3,97 % N, 40,16 % Cl;
nalezeno 47,9 % C, 3,7 % H, 4,0 % N, 40,2 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 376 nm (28 000).

Sloudenina 17:

2—[3,5-bis-(trichlormethyl)benzoylmethylen]—l,3,3-trimethylindolin
(z 2-methylen-1,3,3-trimethylindolinu)

Teplota tdnf: 185 a% 186 °C
Analyza pro: 021H17016NO
Molekulovd hmotnost: 512,09
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vypolteno 49,26 % C, 3,35 % H, 2,74 ¥ N, 41,54 % Cl;
nalezeno 49,6 % C, 3,6 % H, 2,6 % N, 40,9 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 398 nm (24 600)
Pp¥{f{klad 3

Vyroba slouéeniny 2.

2—[bis-(p—trichlormethylbenzoyl)methylen]—3~ethylbenzthiazolinu

K 7 g (20 mmol) 2-methyl-3-ethylbenzthiazolium-p-toluensulfondtu ve 30 ml absolutniho
pyridinu se p¥i teplotd 5 a¥ 15 °C p¥ikape 12 g (46,5 mmol) p-trichlormethylbenzoylchloridu.
Reak&ni sm&s se zah¥{v4d po dobu 2 hodin na teplotu 100 Oc. Po ochlazeni reakdni smdsi se
pyridin oddestiluje ve vakuu a ke zbytku se p¥id4 80 ml methanolu. Vyloudeny produkt se
p¥ekrystaluje z acetonitrilu.

vytéiek: 7,5 g (60 % teorie).

Teplota tdni: 205 aZ 207 %c.

Analyza pro: c26H17C16NOZS

Molekulovd hmotnost: 620,21

vypo&teno 50,35 % C, 2,76 % H, 2,26 % N, 34,30 % Cl;
nalezeno 50,6 % C, 3,0 % H, 2,3 % N, 34,4 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 372 nm (25 300).
odpovidajicim zphisobem se vyrobi nésledujici sloudeniny:
Sloudenina 12:

2—Lbis—(2-furoyl)methylen]-a-methylnafto 1,2-d thiazolin
(z 2,3—dimethylnafto[1,2—d]thiazolium—p—toluensulfonétu)
(srovndvaci{ sloudenina)

Teplota tdnf: 205 aZ 206 °c

Analyza pro: C23H15N04S

Molekulovd hmotnost: 401,44

vypodteno 68,82 $ C, 3,77 % H, 3,49 % N;

nalezeno 68,7 % C, 3,9 % H, 3,5 % N.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 408 nm (35 000).
P¥{fklagd 4

V¢roba slouleniny 6:

2-trichloracetylmethylen-3-ethylbenzthiazolin

10 g (28,6 mmol) 2-methyl-3-ethylbenzthizolium-p~toluensulfondtu se suspenduje ve
"150 ml toluenu, potom se p¥idd 6,8 g (67,2 mmol) triethylaminu a p¥i teplot& 5 az 10 °C

se p¥ikape roztok 6 g (33 mol) trichloracetylchloridu v malém mnofstvi toluenu.

‘ Po 3 hodindch p¥i teploté mistnosti se odfiltrujfl amoniové soli, reakdni roztok se
pfomyje vodou, vysu$i{ se siranem sodnym a zahusti se ve vakuu. Produkt se potom nechd yykry-

stalovat z diisopropyletheru.
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vygt&Zek 7,2 g (78 % teorie).

Teplota tanf: 136 a# 139 °c.

Analyza pro: C12H10C13NOS

Molekulovd hmotnost: 322,64

vypo&teno 44,67 % C, 3,12 % H, 4,34 % N, 32,97 % Cl;

nalezeno 44,8 % C, 3,2 % H, 4,2 % N, 33,1 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 369 nm (31 600).
odpovidajicim zpisobem se vyrobi ndsledujici sloudeniny:
Sloudenina 6b:

2-trichloracetylmethylen-3-ethyl-5-methylbenzthiazolin
Teplota tdnf: 199 a% 200 °
Analyza pro: C13H12C13NOS
Molekulov& hmotnost: 336,67

vypo&teno 46,38 & C, 3,59 % H, 4,16 $ N, 31,59 % Cl;

nalezeno 46,4 % C, 3,7 % H, 4,0 % N, 31,3 % Cl.

C.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 370 nm (28 500).
Sloudenina 6¢C:
2-trichloracetylmethylen-3-benzylbenzthiazolin

[e]

Teplota té&ni: 197 aZ 198 ~C

Analyza pro: C17H12C13NOS

Molekulovd hmotnost: 384,71

vypo&teno 53,80 ¢ C, 3,14 % H, 3,64 % N, 27,65 % Cl;

nalezeno 53,2 % C, 3,2 % H, 3,6 %N, 27,5 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 369 nm (32 400).
p¥fklad 5

V¢roba sloudeniny 18:

2- (p-trichlormethylbenzoylmethylen)-3-ethyl-4-methyl-5-ethoxykarbonylthfazolin

A) 2,4-dimethyl-3-ethyl-5~ethoxykarbonylthiazolium-p-toluensulfondt

Ethylester 2-chloracetoctové kyseliny se nechd kondenzovat s thioacetamidem za vzniku
2,4~-dimethyl-5-ethoxykarbonylthiazolinu a ten se analogicky jako v p¥ikladu provedeni 1 A)
nechd reagovat_s ethylesterem p-toluensulfonové kyseliny za vzniku p-toluensulfondtu kvarter-
ni amoniové béze.

B) Slou&enina 18:

Analogickym postupem jako je popsdn v p¥ikladu 1B) se nechd reagovat 2,4-dimethyl—3;
-ethyl-5-ethoxykarbonylthiazolium-p-toluensulfondt s p-trichlormethylbenzoylchloridem za

vzniku 2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)~3-ethyl-4-methyl-5-ethoxykarbonylthiazolinu.

Teplota tanf 214 a# 216 °c.
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Analyza pro: C18H18C13N03S
Molekulov4 hmotnost: 434,77
vypodteno 49,73 8 C, 4,17 % H, 3,22 % N, 24,46 % Cl;
nalezeno 49,7° % C, 4,2 % H, 3,2 % N, 24,1 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 317 nm (5 300), 402 nm (29 300).
Analogickym zpisobem se vyrobf ndsledujici slou&eniny:

Slougenina 19:

2-trichloracetylmethylen-3-ethyl-4-methyl-5-ethoxykarbonylthiazolin
Teplota téni: 144 aZ 146 c.

Analyza pro: C12H14C13N03S

Molekulovd hmotnost: 358,67

vypo&teno 40,19 % C, 3,93 % H, 3,91 % N, 29,65 % Cl;

nalezeno 40,0 % C, 3,9 % H, 3,7 % N, 29,6 % Cl.
UV spektrum (v dimethylformamidu): 295 nm (6 100), 376 (26 700).
Sloudenina 20:

2=-(p=~trichlormethylbenzoylmethylen)~3-ethyl~-4,5~difenylthiazolin
Teplota tani: 210 az 211 °
Analyza pro: C26H20C13NOS
Molekulovd hmotnost: 500,88

vypodteno 62,35 % C, 4,02 3 H, 2,80 % N, 21,23 % Cl;

nalezeno 62,2 % C, 4,2 % H, 2,6 % N, 21,1 % Cl.

C

UV spektrum (v dimethylformamidu): 322 nm (5 900), 412 nm (27 400).
Sloudenina 20a:
2-(p-trichlormethylbenzoylmethylen)-3~ethyl-5-fenylthiazolin

Teplota té&ni: 172 aZ 175 °c.

Analyza pro: C20H16C13NOS

Molekulové hmotnost: 424,78

vypo&teno 56,55 % C, 3,80 % H, 3,30 & N, 25,04 % Cl;
nalezeno 56,2 & C, 3,7 % H, 3,1 % N, 24,8 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 399 nm (22 700).
Slouenina 21:

2-trichlormethylen-3-ethyl-4,5-difenylthaizolin
Teplota ténf: 161 aZ 162 °c.

Analyza pro: C20H16C13NOS

vypolteno 56,55 % C, 3,80 % H, 3,30 % N, 25,04 % Cl;
nalezeno 56,8 % C, 3,8 % H, 3,2 & N, 24,8 % Cl.

UV spektrum (v dimethylformamidu): 292 nm (S, 7 200), 380 nm (25 800).

253715
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Sloudenina 2la:

2-trichloracetylmethylen~3-ethyl-5~fenylthiazolin
Teplota téni: 144 az 145 °C.

Analyza pro: C14H12C13NOS

Molekulovd hmotnost: 348,68

vypo&teno 48,23 % C, 3,47 % H, 4,02 % N, 30,50 % Cl;

nalezeno 48,1 % C, 3,7 % H, 4,0 % N, 30,2 & Cl.

UV spektrum (v dimethylfo;mamidu): 366 nm (24 400).
Pp¥iklad 6

Vyroba sloudenin 22 a 23:

A) 1,2-dimethylchinolinium-p-toluensulfonét:

71,5 g (0,5 mol) chinaldinu a 102,3 g (0,55 mol) methylesteru p-toluensulfonové kyseliny
se zah¥{v4 asi 10 minut na teplotu 100 %c. Nastoupivif exothermni reakci se reak&ni smés
zah¥eje na 180 %c. Po 10 minutdch se reakdnf smds vylije na aceton, sm&s se zfiltruje,

zbytek na filtru se promyje acetonem a vysu3i se.
vyté¥ek: 151 g (0,46 mol = 92 %).

B) 2-trichloracetylmethylen-l-methyl-1,2-dihydrochinolin a 2-(bis-trichloracetylmethy-
len)-1l-methyl~1,2-dihydrochinolin

K 10 g (30 mmol) 1,2-dimethylchinolinium-p-toluensulfondtu ve 25 ml pyridinu se p¥i
teploté 0 aZ 5 Oc prikape 6 g (33 mmol) trichloracetylchloridu. Po 2 hodinich p¥i teplot&
mistnosti se k reak®nf sm&si p¥id&d methylenchlorid, roztok se promyje vodou, vysusi se
sfranem sodnym, zahusti{ se a dvakrdt se chromatografuje na silikagelu za pouZitf smési

cyklohexanu a ethylacetdtu v pom&ru 1l:1 jako eluéniho &inidla.
1. eluovanéd zdna: 300 mg
Slou&enina 22:

2-trichloracetyl-l-methyl-1,2-dihydrochinolin
Teplota ténf: 228 aZ 230 o
Analyza pro: C13H10C13N0
Molekulovd hmotnost: 302,59

vypo&teno 51,60 % C, 3,33 &% H, 4,63 % N, 35,15 % Cl;
nalezeno 51,6 % C, 3,3 % H, 4,4 % N, 35,1 & Cl.

o

UV spektrum (v dimethylformamidu): 305 nm (12 500), 402 nm (S, 21 200}, 419 nm (30 200),
441 nm (23 700).

2. eluovand zdéna: 200 mg
Sloudenina 23: 2-(bis-trichloracetylmethylen)-1l-methyl-1,2-dihydrochinolin

Teplota t&nf: 175 a% 176 °C.
Analyza pro: C15H9C16N02
Molekulovd hmotnost: 447,96
© yypo&teno 40,22 % C, 2,03 ¢ H, 3,13 % ‘N, 47,49 % Cl;
nalezeno 40,1 % C, 2,0 % H, 2,7 % N, 46,8 % Cl.
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UV spektrum (v dimethylformamidu): 323 nm (13 900), 442 nm (7 100).
P¥{klady ilustrujfci aplikadnf moZnosti sloulenin pop¥ipadé smési podle vyndlezu:
p¥iklad I

Na mechanicky zdrsn&nou hlinfkovou desku se odst¥edovdnim nanese vrstva roztoku, ktery
sestédvéd z

0,5 dflu hmotnostniho sloudeniny 1,
23,75 dflu hmotnostnfho polyacetalu z triethylenglykolu a 2-ethylbutyraldehydu a
75,0 dflu hmotnostnfiho kresol-formaldehydového novolaku (rozsah teplot t&nf 105 aZ
120 °c podle kapildrn{ metody DIN 53 181) ve
24,25 dilu hmotnostnfho 2-ethoxyethanolu a
375 dflech objemovych methylethylketonu,

a vysu8f se p¥i teploté& 100 S¢c. rato vrstva se osvit{ p¥es $edy klin, u n&hofZ se optickd
hustota jednoho stupn& 1i3{f od stupnd ndsledujiciho o faktor 2, a pozitivni obraz se vyvold
pomoci roztoku, ktery sestdvéd z

5,5 dilu hmotnostniho natriummetasilikdtu . 9 Hzo,
3,4 dilu hmotnostniho trinatriumfosfdtu . 12 H,0,
0,4 dilu hmotnostniho natriumdihdrogenfosfdtu (bezvodého) a

90,7 dflu hmotnostniho vody zbavené soli.

Tabulka VII ukazuje, %e pofet vyvinutfch stuph ¥edého klinu nartstd vidy pf¥i zdvojnd-
sobeni doby osvitu o 2.

Tabulka VII

Doba osvitu Podet vyvolanych stupnd
(minuty) Sedého klinu
0,5 3
1 5 '
2 7
4 9

P¥{iklad II

Tento p¥iklad ukazuje, ié ze sloudenin podie vyndlezu jsou zv143t& citlivé ty, které
obsahujf{ p-trichlormethylbenzoylovou skupinu. Trifluormethylbenzoylmethylenthiazoly (sloule~
niny 5 a 11) zndmé z USA obranné publikace T 900011-Q a slouleniny zn&mé z DE-B 27 17 778,
které neobsahuji trihalogenmethylovou skupinu, jsou naproti tomu nedlinné.

Pokus se provAdi stejnym zpisobem jako je popsdn v p¥ikladu I, p¥ilemZ ve sm&si pouZiva-
né pro vytvofeni vrstvy je sloudenina 1 nahrazena stejnym mnoZstvim n&které ze slouenin
uvedenych v tabulce VIII.
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Tabulka VIII

Slougenina Podet vyvolanych stupnii $edého klinu
&islo p¥i dob& osvitu
2 minut 4 minut

la
1b

6a
6b
6c

8a
10
10a
13
15
15a

16
l6a
17
18
19
20

20a
21
2la
22
23
24
25
26
27

UV Ul oy T ©O © W NN W N U b O W NN O & U Ot O v T OV O U U1 T BT 1 ©O = Ut U1
W W PO WL SN R 0N RO N N0 0 0 N N 0W W N O

Srovnévaci sloudeniny Doba osvitu
se skupinou CF, 8 minut 16 minut

Bez skupiny CXg Doba osvitu
8 minut 16 minut

12 0 0
14 0 0




25 253715

Se skupinou Doba osvitu .
Ccl3 2 minuty 4 minuty
A 6 9
B 7 9
[ 6 8

A = 2-(p~methoxyfenyl)-4~chlor-5-(p~trichlormethylfenyl)oxazol

B = 2-(p-trichlormethylfenyl)-4-chlor-5~(p-methoxyfenyl)oxazol

o]
1}

2,4-bis-(trichlormethyl) -6~ (4-ethoxynaft-1-yl)-s-triazin

v

Pp¥iklad IIx

Hlinfkov4 deska jednostrannd mechanicky zdrsndnd pomocf dr&t&ného kartafe se opatfi
vrstvou za pouZiti nésledujiciho roztoku:

3 d{ly hmotnostni novolaku uvedeného v p¥ikladu I,
1 df{l hmotnostn{ polymerniho acetalu z 2-ethylbutyraldehydu a hexan-1,6-diolu,
0,001 dflu hmotnostnfho béze krystalové violeti a
0,02 dilu hmotnostniho slouéeniny 10 v
96 dflech hmotnostnich sm&si rozpouitddel sestévajic{ z ethylenglykolmonoethyletheru
a butylacetdtu v poméru 4:1.

Vysudend vrstva méla ploSnou hmotnost 2 g/mz. Tato vrstva se osvit{ pod pozitivni
ptedlohou po dobu 100 sekund pomoci 5 kW Z&rovky s halogenidem kovu ve vzd4lenosti 140 cm,
p¥ifemZ vznikne kontrastni obraz zesvétlenim svicenych &&stf. Tyto C&sti se vvmyji pomoci
roztoku sestévajiciho z

2,67 dilu hmotnostniho natriummetasilik4tu . 9 H,0,
1,71 d1{lu hmotnostniho trinatriumfosfdtu . 12 HZO a
0,12 df{lu hmotnostniho mononatrumfosfdtu (bezvodého)} v

95,45 dilu hmotnostniho vody zbavené solf.

Poté se provede obvyklé opléchnut{ vodou a pomoci 1% roztoku fosfore&né kyseliny se
deska stane p¥imo pouZitelnou pro tisk. Takto se zisk& vykonnd deska pro tisk z plochy.

p¥riklad v

P¥ipravi se roztok sestdvajici z ndsledujicich sloZek:

6,5 dilu hmotnostnfho terpolymeru z n-hexylmethakrylétu, methakrylové kyseliny a
styrenu (60:30:10) se st¥edni molekulovou hmotnostfi asi 35 000
a &islem kyselosti 195,

3,2 dilu hmotnostnfho dimethakryl&tu polyethylenglykolu 400,

0,1 dilu hmotnostniho slouleniny 15 a

0,04 dflu hmotnostniho azobarviva, vyrobeného kopulaci 2,4~dinitro-6-chlorbenzendiazoni-
ové soli s 2-methoxy-5-acetylamino-N~kyanethyl-N-hydroxyethyl-
anilinem ve

25 d{lech hmotnostnich methylethylketonu a

3 dilech hmotnostnich ethanolu.
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Tento roztok pro vytvoteni vrstvy se poté nandii odstfedovénim na biaxi&ln& protaZenou
a termofixovanou fo6lii z polyethylentereftaldtu o tloutce 25 mm tak, aby se po vysuien{
pEi 100 ©c ziskala vrstva o plosné hmotnosti 45 g/mz.

* rakto ziskani za sucha resistentni félie se laminuje na lamindtoru obvyklém na trhu
p¥i teploté 120 O¢ na fenolplastovou vrstvennou hmotu, kterd je kaSirovéna s m&d&nou £o6lif
o tloudtce 35 mm, a po dobu 40 sekund se osvitne pod feb¥{Skovou deskou jakoZto p¥edlohou.

Po osviceni se polyesterovd félie odejme a neosvicené &dsti vrstvy se vymyvaji v postEi-
kovacim zaifzen{ b&hem 1 minuty pomoc{ 1% roztoku uhliZitanu sodného.

"Po opléchnut{ vodou a nalepténi 15% roztokem peroxydvojsiranu amonného se uvolnénd
mista galvanizuj{ postupné v lesklé mddicf lé&zni, niklovaci l&zni a zlatici ldzni, kteréfto
14zn& jsou b&iné na trhu , vidy pfi proudovych hustotdch a tloustkich vrstev doporufengch
vyrobcem. Po odstranén{ resistentnf gablony pomoc{ 5% roztoku hydroxidu draselného pEi teplotdch
40 a2 50 °C a odlept&n{ takto uvoln&né zékladni mé&d&né vrstvy pomoci obvyklych leptacfch
prostfedkd se z{sk& dobrd Zebfi&kovéd deska.

PE{klagd v
K vyrob& pozitivni za sucha resistentni vrstvy se p¥ipravi ndsledujici roztok:

64,75 dilu hmotnostnfho methylethylketonu,
21,2 dilu hmotnostnfho novolaku popsaného v p¥ikladu I, R
10 df{ld hmotnostnich bis-(5-ethyl-5-methoxymethyl-1,3~dioxolan-2-yl)esteru 2-ethyl-
-2-methoxymethyl-1,3-propandiolu, ’
3,8 df{lu hmotnostniho polyethylakryl&tu, nizkoviskdzniho,
0,05 dilu hmotnostnfiho bdze krystalové violeti a
.0,2 dilu hmotnostniho slouleniny 4.

Pomoci tohoto roztoku se analogicky jako v p¥fkladu IV nand$f{ vrstva na biaxidln& dlou-
Zenou a termofixovanou polyesterovou £6lii o tlouZEce 25 pm, kterd byla pfedtim upravena
roztokem trichloroctové ksyeliny a polyvinylalkoholu, nanesend vrstva se vysu¥f{ a oboustranné
se laminuje na m&d&ny plech. Po ochlazeni, odejmutf nosné folie a po krdtkém dosu¥eni v suddrné
p¥i teploté& 80 % se plech opat¥eny vrstvou oboustrann& osvit{ pdrem p¥edlohy se stejnym
krycim motivem ve formé& kapsy. '

Stejnym postupem jako v p¥ikladu I se potom odstrani osv&tlené Cdsti vrstVy, v tomto
ptipadé oboustrannym post¥ikdnim vyvojkou. U resistentni vrstvy tlusté 25 jum se osvit provédi
40 sekund a vyvolavéani 45‘Eekund, u resistentni vrstvy o tloulfce 12 um posta&i doba osvitu
25 sekund a doba vyvijeni 25 sekund. V p¥ipad® obou resistentnich vrstev rizné tloultky
se desky po opldchnut{ zbytkd alkalické vyvojky oboustrannd leptaj{ roztokem chloridu Zelezi- *
tého b&Znym na trhu tak dlouho aZ jsou Zist& naleptény.

%ziskané naleptané &&sti se mohou je3t& pomoci asi 3% roztoku hydroxidu draselného nebo
roztoku hydroxidu sodného nebo acetonu zbavit resistentnf Sablony.

P¥{iklad VI

K vyrob& negativnf za sucha resistentni vrstvy se na nosnou f6lii jako v p¥fkladu IV
nands{ roztok nésledujiciho sloZeni:

68,5 dflu hmotnostniho methylethylketonu,

19  afld hmotnostnich kopolymeru polymethylmethykryldtu a methakrylové kyseliny (98:2)
s molekulovou hmotnosti asi 34 000,

12 d110 hmotnostnich trimethylolpropantriakrylétu,
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0,2 dilu hmotnostnfho slouleniny 1,
0,2 dflu hmotnostnfho leuko-krystalové violeti,
0,1 dflu hmotnostnfho malachitové zelené&.

zi{skani rovnom&rni fotopolymerisovatelnd vrstva o tlousfce 38 pm se laminuje na vrstven-
nou desku s nalepenou m&d&nou £6lif a potom se po dobu 20 sekund osvit{ v osv&tlovacim za¥izeni
uvedeném v p¥ikladu III.

P¥itom se svdtlocitlivym trichlormethylfenylderivdtem iniciuje jak fotopolymerisace

tak i vyvoldni barevnosti u krystalové violeti z leukosloueniny.

Pou¥ije-1i se misto sloudeniny 1 odpovidajfc{ trifluormethyl-slouZenina 5 stejnym zpasobem,
pak na osvitnutych mistech nedochdzi k vibec %4dné reakci a to ani p¥i prodlouZené dobé
osvitu. Nahradfi-li se naproti tomu slouenina 1 sloudeninou 2, pak se dosdhne z¥etelné& mens{

citlivosti vi&i svétlu.

Zat{mco za pouZit{ sloudeniny 1 je 3edy klin s odstuphovanou optickou hustotou kryt
a% do stupn& 8, vykazuje odpovidajic{ vrstva se sloufeninou 2 pf¥i stejném osvitu po 1 minuté
vyvijeni post¥ikem trichlorethanu dosta®ujici kryti pouze ke stupni 2. Nahradi-li se sloule-
nina A (srov. p¥fklad II) pak se neziskd Z4dny obraz.

Podobny v¢sledek jako se slouleninou 1 jakofto inicidtorem se ziskd, jestliZe se jako
srovndvac{ sloufenina pouZije 2-(4-ethoxynaft-1-yl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-triazin. Sklado-
vatelnost této resistentnf vrstvy laminované na m&di, je v3ak podstatn& hor3{.

To se ukazuje na pokusu urychleného skladovéni p¥i teploté& 40 Oc. zatfmco materidl se
zndm¢m trichlormethyltrazinem jako inicidtorem skytd po 8 dnech skladovédn{ a po ndsledujicim
osvitu a vyvijenf na Zedém klinu s odstupfiovanou optickou hustotou o t¥i stupné& krat3{ Sedy
klin, zkrat{ se za jinak stejnych podminek Zedy klin p¥i pouZit{ sloudeniny 1 jen o asi
1 stupen.

Po stejné dob& skladovdni vykazuje neosvétleny materidl se zndmym inicidtorem zFetelné
modré zbarvenf, zatfmco u materidlu podle vyndlezu je toto zabarveni jen nepatrné.

P¥{iklad VIiI

Roztok sestévajici z

3 3110 hmotnostnich novolaku uvedeného v p¥fkladu I,

1 df{1lu hmotnostnfho polymernfho acetalu z 2-ethylbutyraldehydu a triethylenglykolu,
0,002 dflu hmotnostniho bdze krystalové violeti a

0,6 d{lu hmotnostniho sloufeniny 1 v

76 dilech hmotnostnich 2-ethoxyethanu a

19,4 df{lu hmotnostniho butylacetédtu,

ge odstfedovanim nandif na nosnou vrstvu z elektrolyticky zdrsné&ného a anodicky oxidovaného
hlinfku a ziskand vrstva se vysu3i. Plo3nd hmotnost vrstvy &ini 2,5 g/mz‘ Ziskand tiskova
deska se osviti jako v p¥ikladu III a potom se vyvoldvéd roztokem, jehoZ sloZenf je uvedeno
v p¥fkladu I.

P¥F{L{klad VIIX

Roztok sestdvajici z

19 dfld hmotnostnich terpolymeru z butylmethakryldtu, methylmethakryldtu a methakrylové
kyseliny (78:20:2, molekulovd hmotnost asi 100 000),
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12 dild hmotnostnich dipentaerythrithexaakrylédtu,
0,2 dflu hmotnostniho sloudeniny 13 a

0,2 dilu hmotnostniho leuko-krystalové violeti v
68,6 dilu hmotnostnfho butanonu,

se odstfedovanim nand¥{ na fenoplastovou vrstvenou desku ka$frovanou s m&dé&nou £61i{ o tloudt-
ce 35 um tak, aby se po vysuSeni p¥i teplot& 100 °C ziskala vrstva o tlouskce 25 am. Tato
deska se potom osvitne po dobu 30 sekund v osvdtlovacim za¥fzeni popsaném v prikladu III

a vyvold se post¥ikem trichlorethanem.

P¥{glusny obraz se ddle zpracovévd obvyklym zplsobem galvanizaci, odstranénim vrstvy
a naleptédnfm z&kladni m&d&né folie.

P¥{iklad IX
Roztok sestdvajici z
6,5 dflu hmotnostnfho terpolymeru, ktery je uveden v p¥ikladu IV,

2,8 dflu hmotnostnfho polymerisovatelnéhc diurethanu, kter§y byl zfsk&n reakc{ 1 mol
2,2,4-trimethylhexamethylendiisokyandtu se 2 mol hydroxyethyl-
methakrylétu,

2,8 df{lu hmotnostniho polymerisovatelného polyurethanu, ktery byl vyroben reakci
11 mol 2,2,4-trimethylhexamethylendiisokyandtu s 10 ml bezvodého
triethylenglykolu a dal3i reakci reakénfho produktu se 2 mol
hydroxyethylmethakrylédtu,

0,2 d{lu hmotnostnfho slouleniny 4,

0,1 d{ilu hmotnostniho 2,4-dichloranilidu 3-merkaptopropionové kyseliny,

0,035 df{lu hmotnostniho modrého azobarviva uvedeného v p¥ikladu IV a

2,8 d{lu hmotnostnfho esteru 2,6-dihydroxybenzoové kyseliny s diethylenglykol-mono-
-2-ethylhexyletherem ve

35 d{lech hmotnostnich methylethylketonu a

2 dilech hmotnostnich ethanolu,

se odst¥edovadnfm nan&%{ na biaxidln& dlou¥enou a thermofixovanou f&lii z polyethylentereftaléd-
tu o tlouéEce 25 Jam tak, aby se po vysu3eni p¥i teploté& 100 °c zickala vrstva o plo3né hmot-
nosti 28 g/m :

Takto zi{skand za sucha resistentni folie se laminuje pomocf na trhu obvyklého laminova-
cfho za¥izenf p¥i teplot& 120 ©c na fenoplastovou vrstvenou desku s nalepenou m&d&nou £61if
o tlou¥fce 35 mum a potom se po dobu 20 sekund osvitne pomoci osv&tlovacfho zaffzeni b&Ziného
na trhu. Jako pfedloha sloufila p¥edloha s &&rovym motivem se $ifkou &ar a vzddlenostmi
aZ do 80 um.

Po osv&tleni se polyesterovd folie odejme a vrstva se vyvoldvd v 0,8% roztoku uhlidi-
tanu sodného ve vyvoldvacim za¥fzenf umoffiujicifm post¥ik vyvojkou po dobu 50 sekund. Deska
se potom oplachuje 30 sekund vodovodni vodou, naleptdvd se 1 minutu ve 25% roztoku peroxo-
dvojsiranu amonného a potom se postupné galvanizuje v ldznich nésledujicich elektrolytl:

1) 40 minut v l4zni m&diciho elektrolytu (b&Zného na trhu)
proudovd hustota: 2 A/dm2
nédruist kovu: asi 20 pm

2) 10 minut v niklovac{ l&zni (b&Zné na trhu)
proudovéd hustota: 4 A/dm2
nérdst kovu: 6 um a
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3) 15 minut v zlatici ldzni (b&€Zné na trhu)
proudovd hustota: 0,6 A/dxo2
ndrast kovu: 2,5 um.

Deska nevykazuje #4dné stopy vedlej¥i migrace nebo poskozeni.

Tato deska se miZe poté zbavit zbytkd vrstvy v 5% roztoku hydroxidu draselného p¥i
teploté 50 % a odkrytd m&d se odleptd obvyklymi leptacimi prostfedky.

PREDMET VYNALEZU

1. Smé&s citlivA na svétlo, obsahujfci jako d&innou létku na sv&tlo citlivou heterocyklic-
kou organickou sloudeninu s alespofn jednou trihalogenmethylovou skupinou jako substituentem
a reakéni sloZku, kterd reaguje s produktem fotochemické reakce heterocyklické organické
sloueniny za vzniku produktu, ktery md ve vyvojce absorpci své&tla nebo rozpustnost odliSnou
od reakén{ sloZky, vyznadujici se tim, Ze jako na svétlo citlivou heterocyklickou organickou
sloudeninu s alespon jednou trihalogenmethylovou skupinou jako substituentem, obsahuje slou-

¢eninu obecného vzorce I

'~
\\\\\C =C ///’
/’// \\\\

1
Q C-(R )n(CX3)m

M/
\T L (1)
R
v némZ )

L znamend atom vod{ku nebo skupinu obecného vzorce CO-(Rl)n(Cx3)m,

M znamend popf¥ipadé atomy halogenu, karboxyskupinou, sulfoskupinou, nitroskupi-
nou, kyanoskupinou, karbonylovou skupinou, alkylovou skupinou, arylovou
skupinou, alkoxyskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo alkoxykarbonyl-
alkylovou skupinou substituovany alkylenovy zbytek nebo alkenylenovy zbytek
s celkem 1 a% 15 atomy uhliku nebo 1,2-arylenovy zbytek s celkem 5 a¥ 14
atomy uhliku,

Q znamend atom siry, atom selenu nebo atom kyslfku, dialkylmethylenovou skupinu

se 3 aZ 13 atomy uhliku, alke-1,2-ylenovou skupinu se 2 a¥ 5 atomy uhlfku,
1,2~-fenylenovou skupinu nebo skupinu N-R,

pficemz M + Q spoledn& tvo¥{ 3 nebo 4 &leny kruhu,

R znamend alkylovou nebo alkoxyalkylovou skupinu s 1 a¥ 10 atomy uhliku nebo
aralkylovou skupinu se 7 aZ 10 atomy uhliku,

R znamend karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 a% 10 atomy uhliku
nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 aZ 8 atomy uhlfiku, kter& obsa-

huje jako heteroatomy dusik, siru nebo kyslik,
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X znamend atom chloru, atom bromu nebo atom jodu a
n znamend ¢islo 0 a m znamend ¢i{slo 1 nebo
n znamend &islo 1 a m znamend &islo 1 nebo 2.

2. Smés podle bodu 1, vyznacujicf{ se tim, Ze jako reakdni sloZku, kterd reaguje's produk-
tem fotochemické reakce heterocyklické organické slouleniny obsahuje ethylenicky nenasycenow

sloudeninu, kter4, umoZiuje zahdjen{ polymerace vyvolané volnymi radik4ly.

3. Smé&s podle bodu 1, vyzna&ujici se tim, Ze jako reakéni sloZku, kterd reaguje s pro-
duktem fotochemické reakce heterocyklické organické sloueniny obsahuje sloudeninu s alespon
jednou vazbou C~0-C, kterd je &tépitelnd kyselinou.

4. Sm&s podle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze reakdni sloZka, kterd reaguje s produktem
fotochemické reakce heterocyklické organické sloudeniny, se aktivuje kyselinou za ulelem
kationické polymerace.

5. sm&s podle bodu 1, vyznafujici se tim, Ze reakni sloZfka, kterd reaguje s produktem
fotochemické reakce heterocyklické organické sloudeniny, je zesititelnd plsobenim kyseliny.

6. Sm&s podle bodu 1, vyznalujici se tim, Ze reak&ni sloZka, kterd reaguje s produktem
fotochemické reakce heterocyklické organické sloueniny, mé&ni plsobenim kyseliny svij barevny
odstin.

7. Sm&s podle bodu 1, vyznadujici{ se tim, Ze obsahuje sloueninu vzorce I v mnoZstvi
0,1 a% 15 % hmotnosti, vztaZeno na hmotnost net&kavych podilu.

8. Sm&s podle bodu 1, vyznalujfcf se tim, Ze navic obsahuje polymerni pojidlo nerozpustné
ve vodé&.

9. Sm&s podle bodu 8, vyznaujic{ se tim, Ze jako pojidlo obsahuje pojidio rozpustné
ve vodné&-alkalickych roztocich.

10. Zpisob vyroby u&inné latky obecného vzorce I podle bodu 1, vyznaduiic{ se tim,
%e se na sloudeninu obecného vzorce II

C = CH2 (11)

v némZ
Q, MaR majl vySe uvedeny vyznam,

nebo na jejf iminiovou s8l obecného vzorce III

’///,Q
~

(+) ‘]‘
R

M
(III)

\/



31 253715
v némZ

Q, Ma R maji vySe uvedeny vyznam a

A =) znamend aniont iminiové soli,

plisob{ halogenidem karboxylové kyseliny obecného vzorce IV

(o]
c- (R (cxy) (1v)

x—"
v némZ

X, Rl, n a m maji vy8e uvedeny vyznam.

11. zptisob vyroby sloudeniny obecného vzorce I, v némZ L znamend vod{k a ostatni symboly
maji{ v¢znam uvedeny v bod& 1, podle bodu 10, vyznalujici se tim, Ze se na sloufeninu vzorce
II nebo III pisobi jednim ekvivalentem slouleniny vzorce IV.

12. 2Zpisob vyroby slou&eniny obecného vzorce I, v némZ L znamend skupinu CO(Rl)n(CX3)m

a ostatni substituenty maji vyznam uvedeny v bod& 1, podle bodu 10, vyznalujici se tim,
%Ye se na sloudeninu vzorce II nebo III plisobf dvéma ekvivalenty sloudeniny vzorce IV.
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